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En la  técn ica encuentran aplicación varios pig, 

eedimientos para sumaitar la  superficie  de tantalio o niobio 

para su empleo como electrodos en condensadores de e le c tro li­

to . Los electrodos de tantalio , a causa de la  gran es ta b ili­

dad química y por razón de la  a lta  constante de d ielectricídaá  

de la  capa de óxido de tantalio  actuante como dieléctrico ,que 

se produce como delgado revestimiento sobre e l  ánodo de tanta 

l i o ,  obtienen cada vez más importancia. Como la  capacidad elec 

tr ica  de un condensador de e léctrico  depende proporcionalmen­

te de la  superficie de su capa de óxido, actuante como d ie léc  

tr ico , y en 3a técnica son deseables condensadores que, con 

pequeño volumen, tengan una capacidad lo  mayor posib le, en la  

fabficaeión  de material de electrodos se procura conseguir 

una gran superficie  e ficaz  por unidad de peso o de volumen.

Para e l aumento de la  superficie de metales 

u tilizados como, electrodos, se conocen diferentes procedimien.

tos . En e l  caso de tantalio o n iobio, sin embargo, resulta La 

d ificu ltad  de que lo s  metales son extremadamente inertes con-! 

tra ataques químicos, de modo que los  métodos químicos usua^ { 

les  en otros metales para la  corrosión o para dar aspereza,no 

son adecuados para tantalio  o n iob io ; en los procedimientos 

usuales en los  otros metales, se alcanza en e l tantalio o nio 

b io  como máximo una aspereza muy pequeña; por e l  centrarlo más 

bien se e jerce  todawía un efecto alisador, lo  que naturalmen­
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te  reduce la. superficie e fica z . Para e l  aumento de la  superfi 

c ié  de cuerpos de tantalio  o niobio resultan inadecuados los 

procedimientos electroquím icos.

Así, por ejemplo, es conocido hacer áspero e l 

tantalio  conectado anódicamente, por un e le c tro lito  compuesto 

de formamida, un pequeño tanto poi ciento da agua y una sa l 

inorgánica, soluble en formamida, por ejemplo, un halogenuro.i
Otra propuesta consiste en hacer áspero e l  teá 

ta lio  para la  fabricación  de electrodos de condensadores de 

e le c t ro lito , porque e l mismo se eonecta como ánodo en un elec 

t r o l i t o ,  que se compone de un compuesto de halógeno orgánico 

djsuelto en un disolvente orgánico, "que se descompone con íq r

mación de iones de c lo ro , cuando en estado d isuelto  se somete
*

a un potencial e lé c t r ic o " . Por ejemplo, es una propuesta de ija 

patente u t il iz a r  ácido acético de tr ie lo ro  y /o  sales de este 

ácido, especialmente la  sal sódica en solución metanólica. El 

e le c t ro lito , o bien t ia ie  que estar lib re  de agua, o puede con 

tener hasta 10% de agua. Según la  teoría  de la  patente, la  coi- 

rrosión  del tan ta lio  se efectúa por los "iones de cloro del 

ácido acético de t r ic lo r o " .

Mientras que en. los procedimientos, electroquí­

micos de dar aspereza para tantalio conocidos hasta ahora, oca 

sionan la  aspereza iones de halógeno, iones de pserudo halóge-j 

no (SCN"", OCN**) o iones de tricloracetato  (en lo  que lo s  ú lti! 

mos se u tilizan  en e l  sentido de una sustancia que desprende 

los iones de c loro  verdaderamente e fica ces) se ha encontrado

!
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que puede conseguirse una aplicación de aspereza a l tantalio 

mediante aniones de muchos ácidos orgánicos, que no contienen 

ningún halógeno y tampoco pueden suministrar ninguna clase dej 

iones de pseudo halógeno. La selección  de medies, con lo s  que 

puede conseguirse un favorable aumento de la  superficie de 

cuerpos de tantalio o n iobio, destinados a electrodos de con­

densadores de e le c tro lito , se aumenta por e llo  considerable­

mente. El objeto d e l invento es un procedimiento para dar ele¡c 

troquímicamente aspereza a electrodos para condensadores de }

e le c tro lito , por ejemplo, cintas, alambres y hojas de metales}!
pesados, como niobio- o tantalio, en e l  que el cuerpo de meta]j 

pesado, que debe hacerse áspero, se conecta como ánodo en u n ; 

e le c tro lito , que contiene c¡omo:ionógenqüun'.disolvénte*orgánitjo,
i

especialmente conteniendo una pequeña participación de agua, 

y un ácido orgánico y /o  sus sa les, y se caracteriza por la  u ti 

lización  de aquellos ácidos orgánicos y /o  sus sales, que no 

desprenden iones de halógeno. Se efectuaron numerosos ensayos, 

en que e l tantalio conectado como ánodo se sometió a corrosión 

en un e le c tro lito , que contenía ácidos orgánicos libres de ha­

lógeno y /o  sus sales, por ejemplo, la  sal sódica en solución 

de metano 1,. en que siempre se consiguieron sorprendentemente 

altos grados de aspereza. Como ácidos orgánicos pueden emplaár 

se entre otros, ante todo ácido fumárico, ácido cánfrico,. áci­

do benzoico, ácido s a l i c í l i c o ,  ácido gentisín ico, ácido terefL 

tá lico , preferentemente ácido i t á l ic o .

Se puede uno figurar la  reacción del siguiente
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modo:

se descarga:

E l anión del ácido orgánico pasa a l ánodo y

-COO*

-C00H

 ̂-000 

-COOH

Esta descarga se efectúa solamente en lo s  lar­

gares del ánodo de tan ta lio , donde la  p e lícu la  de óxido (siern 

pre existente) tiene defectos (agujeros) o  es especialmente 

delgada, de modo que e l  anión de ácido orgánico puede avanzar 

hasta e l  metal limpio y puede descargarse a l l í .  El rad ica l pro¡ 

ducido del anión por descarga es inestable. Se descompone con 

fom ación  de COg, en otro radica l, que es comparable a un átp 

me de halógeno lib re .

-COO (electrón  s o lita r io )

fi¡ f)V  -C00K <(/* -000H 4 002

Estos radicales reaccionan con los  átomos de
i

tanta lio  del ánodo la  formando un compuesto de tanta lio  metal 

orgánico soluble en metanol. De esta manera se disuelve e l  ! 

tan ta lio , donde los aniones de ácido itá l ic o  se descargan en, 

mayor cantidad y por e llo  se produce una concentración de ra­

d ica l suficientemente a lta .
!)

(Del compuesto de tantalio  metalorgánico se !
i

produce después en la  solución , hidrato de óxido de tantalio
i

por reacción eon e l  agua, que se precip ita  como precipitado).!



Al mismo tiempo transcurre la  reacción de la  

formación de l Óxido de tantalio (proceso de formación) en la  i 

descarga de los  iones Olí* procedentes del agua. En contraposi 

ción  a la  disolución del tan ta lio  en la  descarga de los  anio­

nes d e l ácido i t á l i c o ,  e l proceso de formación se efectúa en 

todas partes, en tanto só lo  e l  espesor de la  p e lícu la  de óx i­

do ya existente sea todavía menor de lo  que corresponde a la  j 

tensión existente ánodo solución y a la  composición de la  so] 

lución (contenido de agua). Si no existe agua, tampoco puede 

formarse ninguna pe lícu la  protectora de óxido. Se efectúa en­

tonces un desprendimiento regular deL tanta lio  s in  aumento de
¡

la  su p erfic ie .

En la  u tiliza c ió n  según e l invento, por ejem­

p lo , de ácido i t á l ic o  como agent e mordiente, en que en lugar
las

del ácido pueden emplearse también/sales, preferentemente las 

sales de á lca li  y la  sa l amónica, pueden conseguirse grados de 

aspereza especialmente bien reprod ú ce les . Aquí la  consecución 

de un buen grado de aspereza no depende de la  es tr ic ta  obser- i
vaneia de una determinada concen trac ion o de condiciones de co

rros ión determinadas.

Pueden u tiliza rse  como disolventes orgán icos ,; 

por ejemplo, alcoholes monovalentes, g lie o l , amidas, aminas,

nitrobenzol, e t c . ,  especialmente alcohol m etílico . En estos d i
¡

solventes, que t i  ai en una a lta  constante de d ielectricidad,pué 

den disociarse suficientemente los ácidos orgánicos disueltos,! 

respectivamente sus sa les, de modo que se garantiza una corres
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pondiaite ccnductib ilidad del e le c t r o lito . Adamas se requiere 

determinado tanto por ciento de agua en e l e le c t r o lito , ta l 

como se comprende según la  teoría  expuesta. Sin embargo, e l  i 

contenido de agua t ia ie  que regularse de ta l modo que se con?-, 

sigan . los grados óptimos de aspereza; un tanto por ciento de! 

agua demasiado grande en e l  e le c t r o lito , en e fecto , favorece­

r ía  la  formación de óxido, es d ecir  la  formación que represen 

ta  la  ..reacción primaria del tratamiento de aspereza. Sin em¡ 

bargo, s i  se favorece demasiado la  formación, a consecuencia 

de exceso de agua, la  descarga de lo s  aniones de ácido i t á l i ­

co, y por e llo  e l  desprendimiento de l tan ta lio , puede ocurrir 

menos o puede que no ocurra en absoluto, ya que e l  recubrimien 

to de la  su p erficie  de metal con una densa gruesa} capa de 

óxido se bace tanto más completo, por lo  que se hace menor e l 

grado de aspereza. Ha demostrado ser favorable para la  obten­

ción  de un a lto  grado de aspereza e l que e l disolvente en e l 

e le c tro lito  muestre c ie rto  contenido de metanol. Los mejores 

resultados se consiguen cuando e l  disolvente se compone to ta l­

mente de metanol. Igualmente se consigue un grado óptimo de ! 

aspereza, cuando, como por ejemplo al u t il iz a r  ácido i t á l i c o  

se añade tanto hidróxido sódico como corresponde a la  forma­

ción del fta la to  monosódico. El agua, producida después de es­

ta  reacción de neutralización, es su ficien te  para alcanzar un 

buen grado de aspereza. La concentración d e l ácido orgánico 

y /o  de sus sales se regula adecuadamente de ta l modo que toda­

v ía  no se forman precipitados de concentración. La misma puede <

!
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ser naturalmente menor, pero por e llo  se consigue un menor gra

do de aspereza y también se reduce la  conductibilidad del eleb
¡

trolito- mordiente por lo  que se requiere una tensión de bor—
;

ñas más elevada* Dio buenos resultados una solución de 10-20 g., 

de anido f tá l ic o  y 3-4 g . de hidróxido sódico en un l i t r o  de 

metaño1.

Se alcanzaron grados óptimos de aspereza con 

la  siguiente composición de la  solución de e le c tro lito :
i

100 cm3 de metánol con aproximadamente 0,05% 

de contenido de 320.

1,5 g de ácido f tá l ic o  

0,36 g de hidróxido sódico.

Según la  tensión de formación aplicada des-

puás de dar aspereza a l electrodo, en que la  formación ae rea

liz ó  durante 35-40 minutos, aproximadamente a 70^C y en una

densidad de aproximadamente  ̂ . en H3P4 a l 10% se obtu-
cm̂

vieron con la  composición óptima lo s  siguientes grados de as-

pereza en un tiempo de corrosión de 15 minutos y con una tsn -

sióin de bomas de 15 Y .:

Tensión de formación (V oltios 80 10 .5

Grado de aspereza 4,6 6,8 12,1

Capacidad de la  hoja

hecha áspera (/(nF) 0,904 10,49 18,96

Capacidad de la  hoja no 

hecha áspera (/ÜF) 0,196 1*540 1,567
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. La medición de capacidad se efectuó a 50 Hz
en ácido su lfú rico  2n con dos espiras tratadas previamente
de modo igual como electrodos.

)

¡i
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La presente patente de invencien comprende las 

siguientes re iv indi caciones:

1. -  Procedimiento para la  fabricación  de elad- 

trodos de tantalio o n iobio para condensadores de e le c tro lito  

por ejemplo cintas, alambres u hojas de metales pesados como 

niobio o especialmente tantalio , en que e l cuerpo de metal pe­

sado, que debe hacerse áspero, se conecta como ánodo en un 

e le c tro lito  que contiene un disolvente orgánico, conteniendo 

especialmente una pequeña participación de agua, y un ácido 

orgánico y /o  sus sales como ionógeno caracterizado porque se 

emplean aquellos ácidos orgánicos que no desprenden, ninguna 

clase de iones, de halógeno*

2. — Procedimiento según la  reivindicación 1, 

caracterizado porque se u t il iz a  como disolvente orgánico me- 

tanol u otro disolvente mezclable con metal con una elevada 

constante de d ie lectricidad  y un contenido de por lo  menos 

6,5% de peso- de metanol*

3*- Procedimiento según la  reivindicación 2 

caracterizado porque, a l lado de metanol como disolvente orgá­

nica adicional se emplea un alcohol monovalente, g l ic o l ,  una 

amida, una amina o nitrobenzol.

4.— Procedimiento según la  reivindicación 1, 

caracterizado porque se emplea como ácido orgánico, ácido fu -

¡
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marico, ácido cen frico , ácido benzoico, ácido s a l ic í l ic o ,  áci­

do gentis in ico , ácido te re ftá lico , preferentemente ácido ftár- 

l i c o .

5 .-  Procedimiento según una o varias de las rejí 

vindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la  concentración 

de la  solución de e le c tro lito  se ajusta de t a l  modo que no se 

fonaen precipitados de concentración.

6.  -  Procedimiento según las reivindicaciones 

1, 2 y 4,, caracterizado porque como e lectro lito  se emplea una 

solución de 10-20 g. de ácido itá l ic o  y 3-4 g. de hidróxido 

sódico en 1 l i t r o  de metanol.

7 . -  Procedimiento según la  reivindicación 6, 

caracterizado porque como e le ctro lito  se emplea una solución 

de 15 g . de ácido itá l ic o  y 3,6 g . de hidróxido sódico en 1 

l i t r o  de metanol.

8.  -  Procedimiento para la  fabricación de elec-j- 

trodos de tantalio o niobio para condensadores de e le c t r o l i t o .

Según se describe y reivpndicp en la  presente 

memoria descriptiva.

Consta la  presente mem<¡ once hojas foliL.

das y escritas a. máquina por una sola

Nad:
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